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試料調製
それぞれ樹脂埋め後、鏡面研磨。（コーティング無し）

軟X線分析
＜分析条件＞加速電圧：5 kV, 照射電流：200nA, 分析時間：600s (30 s × 20ヵ所)
＜回折格子＞ JS-200N (SXES-LR, SS-94000SXES, 日本電子社製）
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(1) Siウエハ

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

60 80 100 120 140 160 180 200

C
ou

nt

X-ray Energy / eV

(2) ガラス容器の欠片
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(3) ホウ珪酸ガラス
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(4) 石英鉱石

C Ka (2)

 Si L2, 3-M (1)に着目、
スペクトル形状を比較。

 85～100 eVの範囲で、
ガラスと石英のスペクト
ル形状が一致。ホウ珪酸
ガラス、Siウエハは異な
る形状を示した。
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